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はじめに 

 電子部品の小型化、駆動周波数の高周波化に伴い、高飽和磁化（MS）, 低保磁力(HC)、低ダンピング定数

(αeff)を持つ軟磁性材料が要望されている。 これまで、Fe(Co)-Al1), Fe(Co)-Si2,3)をはじめとする鉄系合金

の軟磁性特性に関して研究を行ったが、さらなる改善が必要である。 一方 Fe(Co)-Al-Si 合金は、

Fe60Co12Al12Si16付近の組成で、零磁気異方性、零磁歪定数を持つことが報告されている 4）。しかし、磁化ダイ

ナミクス特性を含めた Fe(Co)-Al-Si 合金系に関する報告はほとんどない。本研究では、(Fe75Co25)75(Al50Si50)25

合金薄膜の軟磁気特性を明らかにすることを目的にする。 

実験方法 

 合金薄膜(Fe75Co25)75(Al50Si50)25 を、DC マグネトロンスパッタ装置を用いて、MgO(100)単結晶基板上に 

[Fe75Co25 (0.7 nm)/Ai50Si50 (0.4 nm)]を積層することにより成膜した。成膜中の基板温度(TS)、および膜厚

を変化させた試料を複数作製した。 X線回折法(XRD)、透過電子顕微鏡(TEM)を用いた結晶構造の評価、VSM、

MOKEを用いた軟磁気特性の測定を行った。磁化ダイナミクス特性は強磁気共鳴測定により評価した。 

実験結果 

 XRD による結果より、TS = 410℃で成膜した試料では

DO3構造を含むことが確認された (Fig. 1(a)) 。また、

TS = 40℃では非晶質、TS = 100～300℃では bcc 構造を

示すことが分かった。Fig. 1 に HC、MS、αeffの TS依存

性を示す。HC、MSは TSによらずほぼ一定であり、それぞ

れ、約 700 emu/cc、4 Oe であった。ダンピング定数は、

TSの増加とともに低下し、その後増加する。TS =300℃

における最小値は 2.2×10-3 であった。さらなる HC、

αeff の低下のために、成膜条件の最適化を検討中であ

る。 磁気特性の膜厚依存性についても報告する。 

 

本研究における結果は、TDK 株式会社及びアラバマ大学

MINT センターによる共同研究により得られたものであ
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Fig.1 The dependences of (a) MS, (b) HC and (c) 

αeff on TS of (Fe75Co25)75(Al50Si50)25 films. The 

crystalline phases for each TS are shown in 

Fig. 1(a) 
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